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【57】申請專利範圍
1.　一種偏光膜製造用之積層體，其具備：長條狀且含有聚乙烯醇系樹脂的聚乙烯醇系樹脂
膜，及配置在該聚乙烯醇系樹脂膜單側的樹脂基材，且，該積層體形成有從一面突出的

滾花；該樹脂基材的吸水率 0.2%以上且 0.75%以下，該滾花被設置在寬度方向端部，且
以在樹脂基材側突出的方式形成，該滾花的高度為 5μm~15μm，且相對於該樹脂基材之
厚度的比率為 5%~40%。

2.　如請求項 1之積層體，其中前述滾花的形成區域沿長度方向延伸。
3.　如請求項 1之積層體，其寬度為 1500mm~2700mm。
4.　如請求項 1之積層體，其中前述聚乙烯醇系樹脂膜被拉伸。
5.　如請求項 1之積層體，其中前述樹脂基材含有聚對苯二甲酸乙二醇酯系樹脂。
6.　如請求項請求項 1之積層體，其被捲取為輥狀。
7.　一種偏光膜之製造方法，其依序包括：滾花形成步驟：對偏光膜製造用之積層體在寬度
方向端部形成滾花，該偏光膜製造用之積層體具備長條狀且含有聚乙烯醇系樹脂的聚乙

烯醇系樹脂膜，及配置在該聚乙烯醇系樹脂膜單側的樹脂基材，該滾花從一面突出高度

5μm~15μm，且相對於該樹脂基材之厚度的比率為 5%~40%，切除步驟：將該積層體的
滾花形成部切除，及拉伸步驟：將該積層體拉伸。

8.　如請求項 7之製造方法，其中前述拉伸為水中拉伸。
圖式簡單說明

圖 1是本發明 1個實施方式之積層體的外觀平面圖。
圖 2是顯示圖 1中所示積層體之滾花的形成方法的圖。
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